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Deposição por magnetron sputtering é uma técnica com larga utilização na indústria e em pesquisas 
acadêmicas. Entretanto, existem diversas questões abertas que envolvem fenômenos químicos e físicos 
durante o processo de deposição. Em particular, não se tem disponíveis expressões analíticas que 
descrevam com precisão a relação entre corrente-tensão (I-V) presentes no sistema. Muitos estudos são 
dedicados a entender os processos de deposição reativa, como o envenenamento do alvo e a histerese 
observada na corrente, tensão e pressão. Outro ponto importante sobre a deposição reativa é a 
discontinuidade na relação entre corrente e tensão. Neste trabalho, foram feitas análises na relação 
corrente-tensão num sistema de pulverização catódica. Esta análise foi baseada no modelo computacional 
de Berg em conjunto com uma expressão proposta para relação corrente-tensão. Foram reproduzidas 
curvas de corrente-tensão (I-V) discontínuas levando em consideração a mudança de desempenho dos 
eletrons secundários em um alvo envenenado. Este fato mostra que o envenenamento do alvo é o principal 
fator que altera o desempenho destes elétrons.  
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